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Vi inkommer hirmed med svar p4 foreldggande utfirdat 2012-07-03 i ovan rubricerade 4rende.

I kommentarerna till foreliggandet héinvisas till dverséttningen till svenska av tidigare ingivet
grende forfattat pa engelska.

Sa som granskaren papekat anges det inte i patentkravet 1 att metoden avser en process som sker i
en atmosfir som innehaller klor. Detta har forbisetts tidigare och introduceras hdrmed. Salunda
infors i patentkravet 1 (rad 12) en precisering att en “kiselkéllgas med klor” fors in i
reaktionskammaren (1).

Stodet for detta dr himtat fran beskrivningens paragraf 38, som siger att: ”Andra kiselkéllor med
Klor skulle kunna anvindas”. I detta sammanhang kan némnas att i den ursprungliga ingivna
texten forfattad pa engelska anvinds begreppet “chlorine silicon sources could be chosen”, varvid
»chlorine silicon sources™ till svenska 6versatts med “kiselkéllor med klor”. Detta begrepp anvénds
foretradesvis fore ett infSrande i patentkrav 1 av sirdraget i patentkravet 3, som mer specifikt anger
forslag pa kiselkillgaser innehallande klor. Patentkravet 3 har anpassats efter sagda dversittning
for att ha kongruens med bestimningen i patentkravet 1. P4 motsvarande sitt har bestdmningarna
»kiselkallgas med klor” infrts i patentkraven 5 och 6 for att beskriva att kiselkéllgasen innchéller

klor.

Olyckligtvis har i patentkrav1 i den ursprungliga versionen preciseringen av att det &r: “sagda
priméra och sekundéra gasfléden” som visentligen strémmar parallellt med ytan pa substratet.
Detta har nu tillr4ttalagts genom inforande av dessa bestdmningar i patentkravet 1, pa sétt som

granskaren antytt.

Sa som granskaren har papekat framgér det inte av patentkravet 11 hur gasledningarna arrangerats.
Detta har nu tillrittalagts genom att bestdmningen:

“att primérgasledningen (14) och sekundirgasledningen (13) &r arrangerade sé att ett
primérgasfléde (16) genom primérgasledningen (14) samt ett sekundért gasfldde (17) genom
sekundirgasledningen (13) strdmmar vésentligen parallellt med ytan pé substratet”.
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Nya patentkrav inges med justeringar av bestimningar enligt ovan.

En sirskild bilaga visar vilka dndringar som utforts 1 patentkraven genom att dessa visats bade som
understrukna nch markerade med gult.

Med dessa dndringar av patentkraven foreligger enligt var uppfattning inte nigra hinder mot

beviljande av det sokta patentet.

den 2 Januari, 20

Jan-Erik Lundmark
Solvena Patent AB

Bilagor:
Andrade patentkrav

Andrade patentkrav med markering av gjorda dndringar
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